
XSM-N524 2：3 放電加工用・カートリッジ

XSM-N525 1：2 放電加工用・カートリッジ

RSP-M 2：3 高次純水用再生品

一般的な用途：カートリッジ純水器、カートリッジ・ポリッシャー、ワイヤー放電加工機

　特殊用途陰イオン交換樹脂
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樹脂構造（スチレン－DVB）～四級アミン
トリエチルアンモニウム基

樹脂構造（アクリル－DVB）～ポリアミン基粒度範囲(㎜)
均一係数

粒度範囲(㎜)
均一係数

　「硝酸性窒素吸着用」「低濃度フッ素吸着用」「ポリアミン」「一級アミン」等、

特徴のある製品が揃っています。
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